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Introducao |

Os compostos cumarinicos sdo conhecidos por
aumentarem a sensibilidade biolégica a luz UV,
podendo, desta forma, desencadear o surgimento
de queimaduras. Esta fotossensibilidade é explorada
no tratamento de doencas de pele (vitligo e
psoriase) e canceres cutaneos com o emprego de
uma classe de compostos conhecidos como
psoralenos ou cumarinas psoralénicas. Tais
compostos, ao absorverem luz UV na regido de 320-
400 nm (regido comumente conhecida como UVA),
se ligam covalentemente ao DNA das células,
perturbando a integridade do processo replicativo
celular — este método é conhecido como PUVA:
psoraleno mais UVA'2. A fotofisica do processo de
excitagcdo dos psoralenos ainda n&o foi bem
descrita, tampouco a fotoquimica, no que tange a
definicdo dos loci implicados na agédo biol6gica e a
estabilidade das Iiga<;6es3. Pretende-se, neste
estudo, caracterizar a estabilidade quimica dos
psoralenos, comumente usados no tratamento de
doencas de pele (8-MOP e 5-MOP), através das
técnicas de fotoabsor¢éo e fotoemisséo, utilizando a
luz sincrotron como fonte de excitagéo eletrénica no
ultravioleta de vécuo.

Resultados e Discussao |

As amostras de psoralenos 8-MOP e 5-MOP, tanto
em estado puro como ligados ao DNA, foram
depositadas sobre substrato de silicio mediante o
método spin coating. O processo de ligagdo foi
realizado empregando uma fonte de luz UV de 365
nm com poténcia de 500 uW/cmz.

Os espectros de fotoemissdo a) e b), Fig. 1(1), ndo
apresentam mudancas nas posi¢fes dos picos, o
gue indica que o ambiente quimico permanece
invaridvel nestas amostras. O espectro referente a
amostra (c) revela um significativo aumento de
intensidade. Isto € ratificado também pelo
deslocamento de cerca de 2eV no pico
fotoeletrdnico mais intenso do espectro c) com
respeito aos espectros a) e b).
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Espectros de fotoabsorgéo, figura 1(Il), foram
adquiridos mediante o método de rendimento total
de elétrons.

a) DNA + SMOP
b) 5-MOP
¢) DNA + 5-MOP exp UV 365 nm

a) DNA + 5MOP
b) 5-MOP
c) DNA + 5-MOP exp UV 365 nm
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Figural. Espectros de
fotoabsorcao (11).

E possivel observar uma diminui¢&o progressiva nas
intensidades dos espectros das amostras, isto
relacionado com o processo de ligacdo entre 0 DNA
e o psoraleno 5-MOP pelo efeito da radiacdo UV
365nm. Estudos da mesma natureza envolvendo o
psoraleno 8-MOP mostraram resultados similares
respeito do carater da ligacéo entre o psoraleno e o
DNA.

Conclusodes

O estudo mostra que a ligagdo com o DNA aumenta
a fotoestabilidade dos psoralenos - 0 que se acredita
estar relacionado a formacdo de anéis de
ciclobutano - o que foi observado em nossos
espectros. Trabalhos posteriores envolvendo
dessorc¢do ibnica ajudaréo a determinar quais s&o os
grupos quimicos mais estaveis frente a interacao
com a radiacao.
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